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Le développement des nanotechnologies ces dernières années a permis la miniaturisation de plusieurs 
dispositifs. Pour continuer dans cette direction et diversifier les applications, une forte demande de 
matériaux à fonctionnalités multiples est apparue. Une des réponses à cette demande réside dans 
l’utilisation de couches nanocomposites. Néanmoins, les méthodes de synthèse de ces couches 
nanocomposites se doivent d’être adaptées aux fonctionnalités et aux applications prévues. Le dépôt 
de couches minces par procédés plasmas est une technique largement utilisée dans le domaine de la 
microélectronique, et cela depuis plusieurs décennies maintenant. La versatilité des procédés plasmas 
offre de nombreux avantages, tels qu’une très bonne maîtrise de la composition (stœchiométrie), une 
excellente qualité du dépôt vis-à-vis des fonctionnalités visées et une reproductibilité remarquable. 
Cela a permis aux autres domaines d’application (optique, génie électrique, aéronautique, spatial, 
biomédical, etc.) de bénéficier des procédés plasmas pour la synthèse de différents matériaux. 

Cette présentation porte sur le développement de nouvelles méthodes de dépôt de couches 
minces nanocomposites par procédés plasmas. Elle résume les activités menées sur le sujet par 
l’équipe ScIPRA du LAPLACE. Il sera démontré que le choix du procédé plasma se fait sur la base de 
plusieurs critères, dès l’apport d’énergie pour l’entretien du plasma, en fonction des paramètres du 
plasma et les mécanismes intervenant en lien avec les précurseurs injectés, jusqu’aux propriétés du 
dépôt final. Les exemples seront donnés pour des plasmas hybrides entretenus à basse pression1–4 et 
à la pression atmosphérique3,4. Les stratégies plasmas développées sont très variées et complexes mais 
restent adaptées aux applications des couches nanocomposites synthétisées. 
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